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Nota editorial

Estimados miembros del colectivo de la revista Tecnologia Quimica:

Tengo el agrado de felicitar a las personas que forman parte del equipo de
trabajo de la revista Tecnologia Quimica con motivo del nuevo afio que comienza
con nuevos retos y un gran logro alcanzado en el afio 2017, que fue la entrada
de la revista en Scielo Citation Index.

En esta oportunidad me dirijo a todos ustedes para felicitarlos y agradecerles su
excelente desempeiio en cada una de las actividades que realizan, para nosotros
es un orgullo saber que contamos con trabajadores que demuestran

profesionalismo en sus labores.

Deseo agradecer especialmente a nuestros revisores permanentes por la
excelente labor realizada en la revision de los articulos, pues han cumplido sus
funciones de manera responsable y eficiente, ellos son: Dr. Orestes Mayo Abad,
Dr. Aldo Hernandez Monzon, Dr. José Falcon Hernandez, MSc. Antonio Pons
Hernandez, Dr. Leonel Garcell Puyans, Dra. Margarita Penedo Medina,
Dr. Carlos Hernandez Pedrera, Dr. Julio Pedraza Garciga y la Dra. Yudith

Gonzalez Diaz.

Para la revista Tecnologia Quimica es un orgullo saber que cuenta con

trabajadores que demuestran profesionalismo en sus labores.

Extiendo esta felicitacion por el inicio del afio 2018 a todos nuestros
colaboradores que han confiado en nuestra revista para dar a conocer sus logros

y experiencias.

Les deseo éxitos en su vida personal y laboral.

MSc. Romelia Hing Cortén

Directora revista Tecnologia Quimica
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